ANNEALSYS

Reactor Espray CVD 2” econémico Saraseun- 50
Posibilidad de recocido rapido in-situ

APLICACIONES

I * Células solares : Sn0O2, Zn0O, TiO2, In203,...

- Capas electro-6pticas : NiO, Co304,...
* Memorias ferroeléctricas : SrTiO3,...

 Capas barreras aislantes : MgO,...

 Capas cataliticas : Co304 , NiCo204,...

» Semiconductores : Nb205,...

 Supraconductores : YBCO,...

 Capas electrocromos : WQO3,....

ESPECIFICACIONES

* Pilas a combustible a éxidos solidos (SOFC) : ZrO2, YSZ, GCO,...

El horno Annealsys SprayCVD-050 es un reactor aerosol CVD de
2 pulgadas desarrollado para las aplicaciones de investigacion y
desarrollo de los laboratorios.

El calentamiento por lamparas infrarrojas autoriza recocidos in-situ
en la camara de deposito.

La maquina puede ser equipada de la Atokit Kemstream para la
atomizacion del precursor y la generacion del aerosol.

El sistema puede funcionar al vacio y mezclar gases.

La maquina aerosol CVD es surtida con un PC y su software de
control que funciona bajo Windows para el control y la adquisicion
de los datos de proceso.

CARACTERISTICAS
* Talla maxima de los substratos: 2"x2”
* Rango de temperatura del ambierfte a 1200°C
* Lineas de gas con controlador numérico de flujo
* Rango de presion del atmosfera hasta 10-3 Torr

Spray CVD/RTP
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ANNEALSYS

sprayGuD-050

Talla maxima de los substratos
Céamara de proceso

Calentamiento

Regulacion de temperatura

Vacio y gas

Control

Alimentaciones

Dimensiones y peso

Caracteristicas generales
2 pulgadas
Tubo cuarzo con bridas de acero inoxidable enfriadas por agua

Horno con lamparas hal6genas infrarrojas
Enfriamiento silencioso de las lamparas por ventiladores
En opcion, seleccion de calentamiento por abajo y/o arriba

Regulacion por termopar
Regulador de temperatura PID numérico rapido

Linea de purga con vélvula de aguja

Hasta 3 lineas de gas con controlador de débito de flujo
Atokit Kemstream para la atomizacion del precursor
Valvula de vacio y sensor de vacio

Opcién bomba de vacio

Opcidn control de presion con valvula mariposa

Control completo por PC, hasta 100 etapas por receta
Comunicacion Ethernet con el horno para adquisiciones rapidas
Fichero de histérico proceso y seguido de produccién

Tension : 3x400V+N+Gr 0 3x220V+Gr, 50/60 Hz
Potencia : 15 kW

Agua: 2 a 6 bars, pérdida de carga 1 bar, 8 I/mn
Aire comprimido : 6 bars (Control de las valvulas)

Racores de gas : Swagelok Y4

Anchura: 700 mm

Altura: 700 mm

Profundidad : 700 mm

Peso : 90 kg
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